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Nazev vysledku cesky:

Funkcni vzorek zarizeni HTPL-A pro meéreni relativni totalni emisivity poviaki.

Nazev vysledku anglicky:

Function sample of the HTPL-A instrument for the measurement of coatings relative total
emisivity.

Abstrakt k vysledku cesky:

Popisuje se funkcni vzorek nového merictho zarizeni HTPL-A pro vyhodnoceni relativni
totalni emisivity poviakii. Funkcni vzorek byl vyvinut v ramci projektu FR-TI1/273. Pristroj
Jje zalozen na zdokonalené metodé HTPL a je navrzen tak, aby bylo mozné k ohrevu vzorku
vyuzivat libovolny zdroj tepla, napr. laserovy svazek. Pomoci analyzatoru tepelného toku
Jje sniman radiacni tok z mérené vrstvy. Na cdsti vzorku je nanesena referencni termovizni
barva a je zde bezkontaktné snimdana povrchova teplota s vyuzitim Si diody. Zaznam
radiacniho toku a povrchové teploty pri chladnuti vzorkit umozZiuje stanovit relativni
totalni emisivitu analyzované vrstvy v zavislosti na teplote.

Abstrakt k vysledku anglicky:

The function sample of new measuring instrument HTPL-A for evaluation of coatings
relative total emissivity is introduced. The function sample was developed in the
framework of the project FR-T11/273. The instrument is based on advanced HTPL method.
The arbitrary heat source, for example laser beam, can be used to heat up the samples.
Using the heat flux analyzer, radiation heat flux is measured on the surface of the coating.
The reference thermographic layer is applied on the part of the sample and non-contact
measuring of surface temperature is provided utilizing Si diode. The measured values of
radiation heat flux and surface temperature during the cooling of the samples enable to
evaluate relative total emissivity of the analyzed coating dependent on the temperature.
See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/INTC-FV-06-10.html.
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Popis funkéniho vzorku:

Popisuje se funkcni vzorek noveho mériciho systéemu HTPL-A pro vyhodnoceni
relativni totalni emisivity povlakii. Funkcni vzorek byl vyvinut v ramci projektu
FR-T11/273. Systém je zaloZen na zdokonalené metodé HTPL a je navrzen tak,
aby bylo mozné k ohrevu vzorku vyuzivat libovolny zdroj tepla, napr. laserovy
svazek. Vzorky jsou ve tvaru penizkit (Smm tloustka, 25 mm primer), na jejichz
jedné strané je nanesena analyzovana vrstva. Pomoci analyzatoru tepelného
toku je sniman radiacni tok z mérenée vrstvy. Bezkontaktné je snimana povrchova
teplota merené vrstvy s vyuzitim Si diody. Zaznam radiacniho toku a povrchove
teploty (oboji ze strany vzorku, kde je analyzovana vrstva) pri chladnuti vzorku
umoznuje stanovit relativni totdlni emisivitu analyzované vrstvy v zavislosti na
teplote.
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Obr. 1: Funkcni vzorek HTPL-A



Obr. 2: Chladnouci méreny vzorek v zarizeni HTPL-A
pri kalibracnim méreni



